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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年10月3日(2013.10.3)

【公開番号】特開2012-54491(P2012-54491A)
【公開日】平成24年3月15日(2012.3.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-011
【出願番号】特願2010-197648(P2010-197648)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/50    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月16日(2013.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空処理室と、前記真空処理室を排気する排気手段と、前記真空処理室内の圧力を制御
するためのゲート式のバルブと、前記真空処理室内に配置され、被処理基板を載置する載
置用電極とを備える真空処理装置において、
　前記排気手段は、前記載置用電極の下方に配置され、前記真空処理室を同軸排気し、
　前記真空処理室は、円筒型のチャンバ上部と円筒型のチャンバ下部が嵌合したチャンバ
を具備し、
　前記バルブは、前記チャンバにより同軸排気する前記真空処理室の軸を中心に左右に開
閉可能なゲートバルブを具備していることを特徴とする真空処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の真空処理装置において、
　前記チャンバを軸方向に移動可能なチャンバ上下装置を備え、
　前記チャンバ上部と前記チャンバ下部は、Ｏリングの複数のシール部を介して前記真空
処理室の軸方向に嵌合されていることを特徴とする真空処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の真空処理装置において、
　前記バルブは、メンテナンス用のカバーを具備していることを特徴とする真空処理装置
。
【請求項４】
　請求項３に記載の真空処理装置において、
　前記カバーは、前記バルブに設けられ一部取り外し可能な第一のカバーと、前記ゲート
バルブの表面に設けられた交換可能な第二のカバーとを具備していることを特徴とする真
空処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の真空処理装置において、
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　前記ゲートバルブは、複数枚のゲートが連結して構成され、
　前記ゲートバルブが１００％開いている時は、前記ゲートが縦方向に重なり合って収納
部に格納され、前記ゲートバルブが閉じている時は、最上部のゲートの移動を制御して前
記ゲートバルブの開口部を閉鎖することを特徴とする真空処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の真空処理装置において、
　前記ゲートバルブは、ヒータを具備していることを特徴とする真空処理装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の真空処理装置において、
　前記真空処理室がプラズマ処理室であることを特徴とする真空処理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の真空処理装置において、
　前記プラズマ処理室は、ＬＣＤのエッチングまたはＣＶＤ処理が行われることを特徴と
する真空処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明の真空処理装置は、真空処理室と、前記真空処理室
を排気する排気手段と、前記真空処理室内の圧力を制御するためのゲート式のバルブと、
前記真空処理室内に配置され、被処理基板を載置する載置用電極とを備える真空処理装置
において、前記排気手段は、前記載置用電極の下方に配置され、前記真空処理室を同軸排
気し、前記真空処理室は、円筒型のチャンバ上部と円筒型のチャンバ下部が嵌合したチャ
ンバを具備し、前記バルブは、前記チャンバにより同軸排気する前記真空処理室の軸を中
心に左右に開閉可能なゲートバルブを具備していることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の真空処理装置は、更に、チャンバを軸方向に移動可能なチャンバ上下装置を備
え、前記チャンバ上部と前記チャンバ下部は、Ｏリングの複数のシール部を介して前記真
空処理室の軸方向に嵌合されていることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、本発明の真空処理装置のバルブは、メンテナンス用のカバーを具備していること
を特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
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　また、本発明の真空処理装置のカバーは、バルブに設けられ一部取り外し可能な第一の
カバーと、ゲートバルブの表面に設けられた交換可能な第二のカバーとを具備しているこ
とを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、本発明の真空処理装置のゲートバルブは、複数枚のゲートが連結して構成され、
前記ゲートバルブが１００％開いている時は、前記ゲートが縦方向に重なり合って収納部
に格納され、前記ゲートバルブが閉じている時は、最上部のゲートの移動を制御して前記
ゲートバルブの開口部を閉鎖することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、本発明の真空処理装置のゲートバルブは、ヒータを具備していることを特徴とす
る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、本発明の真空処理装置は、真空処理室がプラズマ処理室であることを特徴とする
。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明の真空処理装置は、プラズマ処理室が、ＬＣＤのエッチングまたはＣＶＤ処理が
行われることを特徴とする。
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